EDA-Igsning forbedrer yield
i nanometer teknologi

Nyt Calibre designvaerktej fra Mentor Graphics giver chipdesignerne mulighed for pa forhand at
kontrollere, hvor robust et design er over for variationer i halvlederprocessen, sa der kan opnas et
bedre yield i nanometer teknologierne

Af Jorgen Sarlvit-
Larsen
(Monterey, Californien)

Produktion af integrerede
kredse i nanometer tekno-
logi giver mange udfor-
dringer, og en af de vaesent-
ligste er at opna et accepta-
belt yield. Det vil sige, at de
fleste chips pd en wafer
skal veere uden defekter og
fungere tilfredsstillende.
Som tommelfingerregel
skal omkring 90 procent af
alle chips p& en wafer vaere
brugbare for at give et ac-
ceptabelt yield. Et sddant
yield bliver stadig vanske-
ligere at opnd, nar halvle-
dergeometrierne formind-
skes, og der anvendes pro-
cesteknologier pa 90 nm og
derunder. Det er grunden
til, at chipdesignere, fou-
ndries og leverandgrer af
EDA (elektronisk design
automation) veerktgjer an-
vender de sidkaldte design-
for-manufacturing (DFM)
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metoder. Med disse meto-
der kan designerne analy-
sere nanometer effekterne,
inden chippen implemente-
res i silicium, s& der kan
opnés et bedre resultat un-
der produktionen af chip-
pen.

For at chipdesignerne ef-
fektivt kan anvende en
DFM-metode, skal den
imidlertid indeholde de-
tailler om, hvordan et gi-
vent design produceres i en
given halvlederproces. De-
signeren skal altsd have
information fra foundrien
om den pageeldende proces.
Det kraever et vaerktgj, som
pé alle designtrin kan vise
designeren, i hvilket proce-
svindue eller procesvaria-
tionsomrade der kan opnéas
et godt resultat. Metoden
er en avanceret DFM-tek-
nik, der kaldes litho-fri-
endly design (LFD), og den

- L nanometer teknologier
kan over 80 procent af yield
problemerne henhgres til
litografien. Disse fejl kan
fanges med Calibre LFD
for layout, og mange af vore
kunder bruger allerede det
ny veerktgj, som er meget
stabilt, fortalte Mentor’s
markedsudviklingschef,
Jean-Marie Brunet, p4 en
topkonference for den glo-
bale elektronikfagpresse i
Monterey, Californien,
USA primo marts, hvor
Calibre LFD blev forh&nds-
praesenteret inden lance-
ringen pa DATE.

Litografivenlig design
Den primezere Aarsag til
yield problemer i nanome-
ter teknologierne er, at
man stadig anvender step-
per udstyr med en lysbgl-
geleengde pad 193 nm til
eksponering af mgnstrene

- I nanometer teknologier kan over 50 procent af yield
problemerne henhgres til litografien, og disse fejl kan nu
fanges med Calibre LFD for layout, fortalte Jean-Marie
Brunet

giver designeren mulighed
for at lave et mere robust
layout af chippen baseret
pé de variationer, der fore-
kommer i halvlederproces-
sen.

Den amerikanske EDA-
leverandgr, Mentor Gra-
phics (www.mentor.com),
er som en af de fprste al-
lerede p& markedet med et
designvaerktgj, der inklu-
derer denne litografivenli-
ge metode. Firmaet har
udvidet sin serie af Ca-
libre veerktgjer med et nyt
produkt, kaldet Calibre
LFD, som seetter chipde-
signerne i stand til at fore-
tage trade-off beslutnin-
ger om, hvordan et design
geres mere robust og min-
dre fglsomt over for varia-
tioner i den litografiske
proces. Calibre LFD blev
for fgrste gang officielt in-
troduceret p4 DATE-kon-
ferencen i Miinchen primo
marts.
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pé chippen. Da denne bgl-
gelengde er meget stgrre
end dagens halvledergeo-
metrier p4 90 nm og 65
nm, bliver det vanskelige-
re at generere korrekt af-
tegnede mgnstre, og pro-
blemet stiger, desto min-
dre geometrien er. Derfor
er det i dag ikke muligt at
producere chips med de
smé geometrier uden an-
vendelse af optisk proces-
korrektion (OPC), fase-
skiftmasker og andre RET
(resolution enhancement
teknikker) metoder. Des-
uden bliver det ngdvendigt
med et teettere samarbejde
mellem chipdesignerne og
produktionen i halvleder-
fabrikken ved blandt an-
det at anvende nye teknik-
ker som for eksempel lito-
grafivenlig design.
Calibre LFD vearktgjet
fra Mentor Graphics er ba-
seret pa et proceskit med
information i en database

Adding "LFD-Clean™ Step to the Design Creation Flow

Designflowet i Calibre LFD vaerktgjet

fra fab’en, nogenlunde pi&
samme made som DRC
(design rule check) regler-
ne leveres. Kittet inklude-
rer eksponeringsdata til
masken, RET information,
procesmodeller og parame-
terbaserede regler, som
kan kontrolleres. Designe-
ren kan kgre simuleringer
for at se, hvordan et layout
vil fungere med et givent
litografisk procesvindue,
inden chippen implemente-
res i silicium.

- Formaélet er at opna et
bade DRC-rent og et LFD-
rent design, da litografi-
problemer som indsnav-
ring og kortslutninger
samt afbrydelser af leder-
banerne ikke kan detekte-
res med DRC-kontrollen
alene, forklarede Jean-
Marie Brunet.

Minitmum Space Check (MSC)

deolb,

Stor betydning

for et godt yield

Calibre LFD angiver ikke
direkte, hvor ngjagtigt et
yield der kan opnds, men
vaerktgjet beregner et si-
kaldt DVI (design variabi-
lity index) indeks som et
mal for, hvor robust desig-
net er over for variationer
i halvlederprocessen. Jo
lavere DVI-vaerdien er,
desto mere robust er desig-
net, og denne veerdi kan
bruges til at sammenligne
forskellige implementerin-
ger af layoutet, s& designe-
ren kan valge det, der er
mindst fplsomt over for
procesvariationer.

Calibre LFD er baseret
p4 Mentor’s Calibre de-
sign-to-silicon platform,
og kan nemt integreres i
populeere layoutmiljger

via Calibre Interactive
varktgjet. Calibre LFD
sattes ind i et designflow
som et iterativt design-
trin, og anvender samme
layout editor som bruges
til det oprindelige design.
Og til kontrol af resulta-
terne kan chipdesignerne
anvende en layout viewer/
editor som Calibre RVE
eller Calibre DesignRev.

- Anvendelsen af infor-
mation om variationerne i
halvlederprocessen for at
forbedre chiplayoutets ro-
busthed er et betydeligt
nyt fremskridt inden for
DFM metoderne, og tek-
nikken kan have stor be-
tydning for, hvor godt et
yield man kan opnéd i na-
nometer teknologierne,
papegede Jean-Marie Bru-
net.
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